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Аннотация. Полученные результаты измерений структуры 

распределения СВЧ поля в зоне газового разряда в резонаторе 

прямоугольной формы указывают на существование устойчивой 

формы неравномерности распределения плотности мощности в 

объеме разрядной зоны. Это свидетельствует о наличии 

существенной пространственной неоднородности в параметрах 



СВЧ разряда применительно к цилиндрическим разрядным 

камерам туннельного типа. 
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